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Basis of the report 



. This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been famished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 14 are referred to in this report as ' originally filed " and are not annexed to the report since they do not contain amendments ): 



| | the international application as originally filed. 

|^| the description, pages LlL5 » ^ originally filed, 

pages filed with the demand, 

pages . filed with the letter of 

pages filed with the letter of 



the claims, 



Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 



1-15 



, as originally filed, 

, as amended under Article 19, 

, filed with the demand, 

, filed with the letter of 

, filed with the letter of 



15 Mav 2000 05.05.2000) 



the drawings, 



sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 



1/6-6/6 



as originally filed, 
filed with the demand, 
filed with the letter of 
filed with the letter of 



2. The amendments have resulted in the cancellation of: 

I I the description, pages 

I | the claims, Nos. 



I | the drawings, sheets/fig 



| I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
3 I — 1 to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 



4. Additional observations, if necessary: 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1 . Statement 



Novelty (N) Claims 



1-15 YES 



Inventive step (IS) Claims 



Claims NO 

YES 



Claims 1-15 NO 

Industrial applicability (IA) Claims YES 

Claims 1-15 NO 



Citations and explanations 

1. Reference is made to the following documents: 

Dl: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Vol. 012, No. 298 
(P-744), 15 August 1988 (1988-08-15) & 
JP-A-63 070 940 (PIONEER ELECTRONIC CORP . ; 
OTHERS: 01), 31 March 1988 (1988-03-31) 

D2: Semiconductor lithography, Wayne M. Moreau, 
1988, pages 348-353, Plenum Press, New York 
(USA) 

D3: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Vol. 013, No. 016 
(E-703), 13 January 1989 (1989-01-13) & 
JP-A-63 221 618 {MITSUBISHI ELECTRIC CORP.), 
14 September 1988 (1988-09-14) 

D4: US-A-5 705 232 (HORIUCHI TOYOTARO ET AL . ), 6 
January 1998 (1998-01-06) 

D5: US-A-5 166 523 (BERGHAEUSER GUENTER) , 24 
November 1992 (1992-11-24) 
y?D6: EP-A-0 342 393 {IBM CORP.), 23 November 1989 
(1989-11-23) 

D7: EP-A-0 339 279 (AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 
INC.), 2 November 1989 (198 9-11-02). 

Documents D2, D6 and D7 were not cited in the 
international search report. Copies of documents D6 
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and D7 are attached. 

2. The subject matter of independent Claim 1 of the 

present application cannot be considered inventive 
(PCT Article 33(3)) for the following reasons: 
Document Dl, which is considered the closest prior 
art, discloses a process for drying photoresist 
layers, in which infrared radiation from an infrared 
radiation source of adjustable intensity is applied 
in a chamber to a substrate bearing a photoresist 
layer, temperature or a temperature-dependent value 
is measured in the vicinity of the photoresist layer 
and the intensity of the infrared radiation source 
is regulated depending on the measured temperature 
or temperature-dependent value in such a way that a 
predetermined temperature variation in time is 
respected during drying (see English abstract and 
figure of that document) . 

The process known from Dl differs from the subject 
matter of independent Claim 1 in that 

(i) Dl does not mention whether said chamber is vented 
or not; and 

(ii) Dl does not describe any particular temperature 
variation in time, while Claim 1 defines that the 
temperature is first constant and then rises during 
the drying time . 

The subject matter of Claim 1 is therefore novel 
(PCT Article 33(2)). 

The problem addressed by feature (i) can be 
considered to be that of creating ambient conditions 
that remain constant over time. 
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However, the solution proposed in feature (i) cannot 
be considered inventive (PCT Article 33(3)) because 
venting of the chamber during infra-red drying of 
photoresist layers is a routine measure (cf. page 
349, lines 10-12 of the manual D2) . 

The problems addressed by feature (ii) can be 
considered to be that of advantageously removing the 
solvent from the photoresist layer. 

The solution proposed in feature (ii) cannot be 
considered inventive (PCT Article 33(3}) for the 
following reasons: 

It is known that controlling temperature variation 
in time can improve solvent removal from the 
photoresist layer. A particular temperature 
variation may be advantageous, depending on resist 
type and/or thickness. D2 mentions, for example, 
that cooling should be controlled (D2, page 351, 
lines 18-19) . 

It is noted that the problems solved by feature (ii) 
occur, according to the description, in the case of 
thick photoresist layers. However, Claim 1 does not 
mention the feature that a thick photoresist layer 
is applied. 

Moreover, it is also known that problems can occur, 
particularly when drying thick photoresist layers, 
and that it can be advantageous to first keep the 
temperature constant and then let it rise during the 
drying time. As an illustration, document D6 is 
added and the following passages are noted: page 2, 
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lines 25-28, 31-32 and 34-40; and page 6, lines 27- 
29. 

3. The subject matter of independent Claim 8 of the 

present application cannot be considered inventive 
(PCT Article 33(3)) for the following reasons: 
Document Dl, which is considered the closest prior 
art, discloses a device for drying photoresist 
layers, said device comprising a chamber that can be 
vented, an infrared radiation source arranged in the 
chamber above a substrate holder and the intensity 
of which is adjustable, a temperature measurement 
sensor arranged in the chamber and a control unit 
which controls the intensity of the infrared 
radiation source depending on the measured 
temperature in such a way that a predetermined 
temperature variation is maintained in the chamber 
during drying (cf. English abstract and figure of 
that document) . 

The device known from Dl differs from the subject 
matter of independent Claim 8 in that 

(i) Dl does not explicitly mention that the chamber has 
an air inlet and an air outlet; 

(ii) according to Claim 8, the substrate holder comprises 
a plurality of individual substrate holders, while 
Dl describes only a single substrate holder; and 

(iii) according to Claim 8, the individual substrate 
holders are designed in such a way that only a 
narrow edge of the substrate lies thereon. 

The subject matter of Claim 1 is therefore novel 
(PCT Article 33 (2) ) . 

The problem addressed by feature (i) can be 
considered to be that of permitting ventilation of 
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the chamber through the air inlet and air outlet. 

However, the solution proposed in feature (i) cannot 
be considered inventive (PCT Article 33(3)) because 
ventilation of the chamber during infrared drying of 
photoresist layers is a routine measure (cf. page 
349, lines 10-12 of the manual D2) . Consequently, 
the chamber must have an air inlet and an air inlet. 

The problem addressed by feature (ii) can be 
considered to be that of drying several substrates 
simultaneously. This is a trivial feature, since it 
is usual to process several substrates 
simultaneously and to heat them simultaneously, for 
example . 

The problem addressed by feature (iii) can be 
considered to be that of improving thermal 
insulation between the substrate holder and the 
substrate. However, such substrate holders are 
common in semiconductor technology and are known to 
a person skilled in the art. As an illustration, 
document D7 is added and Figures 5 and 6 are noted. 
The subject matter of Claim 8 cannot therefore be 
considered inventive. 

4. Dependent Claims 2-7 and 9-15 do not contain any 

features which, in combination with the features of 
any claim to which they refer, meet the inventive 
step requirements of PCT Article 33(3). The features 
of these claims constitute only a selection of 
obvious possibilities from which a person skilled in 
the art would select according to the circumstances, 
without being inventive. In particular, the 
following points are noted: 



Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 



^JTemational application No. 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT pCT /DE 99/01486 



4.1 Claim 2: The feature that the temperature is 
measured below the substrate is known from D4 , for 
example (cf . column 3, lines 17-19) . 

4.2 Claim 3: Measuring the temperature with a pyrometer 
is known, for example, from D4 , column 3, lines 42- 
44. Dl points out that the measurement signal needs 
to be adapted (see paragraph entitled "CONSTITUTION" 
of the English abstract, last sentence) . 

4.3 Claim 4: It is obvious that processing conditions 
need to match any new combination of materials (cf., 
for example, D2 , page 348, paragraph 2, penultimate 
sentence) . 

4.4 Claims 5 and 15: D2 (page 351, lines 5-7) suggests 
measuring the solvent content. 

4.5 Claim 6: In the field of infrared radiation, this is 
a commonly used infrared radiation (cf., for 
example, D4 , column 2, lines 61-64) . 

4.6 Claim 9: The height-adjustable arrangement of 
infrared radiation sources is an obvious measure 
(see, for example, D5, column 6, lines 61-67, and 
column 4, lines 59-60). 

4.7 Claim 13: Pyrometer and thermoelement are known from 
D4, for example (cf. column 3, lines 42-44 and 17- 
19) . A temperature-dependent resistance is an 
obvious alternative. 
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VII. Certain defects in the international application 



The following defects in the form or contents of the international application have been noted: 



5. The measurement unit "inch" used on pages 7, 12 
(Table 2) and 15 is not additionally indicated 
using the system stipulated by PCT Rule 10.1(a). 
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VIII. Certain observations on the international application 

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully 
supported by the description, are made: 

6. The description does not mention the features of 

Claims 5 and 15. Consequently, Claims 5 and 15 are 
not supported by the description, thereby 
contravening PCT Article 6. 
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VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENABB EIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 

REC D 0 3 AUG 2000 

PCT 



WIPO 



PCT 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 
990206PCT 


siehe Mitteilung uber die Ubersendung des internationalen 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Prufungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE99/01485 


I nternationales Anmeldedatum (T ag/Monat/Jahr) 
12/05/1999 


Prior itatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
12/05/1998 



Internationale Patentklassification (IPK) oder nationale Klasstfikation und IPK 
H01L21/O0 



Anmelder 

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT 2UR FORDERUNG... et al. 



1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationale vorlaufigen Prufung beauftragte 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaGt insgesamt 8 Blatter einschlie3lich dieses Deckblatts. 

S AuRerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bet; dabei handert es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwahungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 4 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



I 




Grundlage des Berichts 


II 


□ 


Prioritat 


III 


□ 


Kerne Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 


IV 


□ 


Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 


V 




BegrQndete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichttich der Neuheit, der erfinderische Tatigkeit und der 
gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 


VI 


□ 


Bestimmte angefuhrte Unterlagen 


VII 




Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 


Vlll 




Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
10/12/1999 


Datum der Fertigsteltung dieses Berichts 
01.08.2000 


Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

^ Europaisches Patentamt 
Am D-80298 Munchen 
zJr' Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachttgter Bediensteter 

G6tz f A \\ gy' jl 

Tel. Nr. +49 89 2399 2498 
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I. Grundlage des Berichts 

1 . Dieser Bericht wurde erstellt auf dsr Grundlage (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
Artikel 14 bin vorgelegt wurden, gotten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich eingereicht" und sind ihm 
nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten.): 

Beschreibung, Seiten: 

1-15 ursprunglich© Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

1-15 eingegangen am 15/05/2000 mit Schreiben vom 15/05/2000 

Zeichnungen, Blatter: 

1/6-6/6 ursprungliche Fassung 



2. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

3. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)): 



4. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-15 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-15 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-15 
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2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 

VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die intemationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 

siehe Beiblatt 
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1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 298 (P-744), 15. August 

1988 (1988-08-15) & JP 63 070940 A (PIONEER ELECTRONIC CORP; 
OTHERS: 01), 31. Marz 1988 (1988-03-31) 

D2: Semiconductor lithography, Wayne M. Moreau, 1988, Seiten 348-353, 

Plenum Press, New York (USA) 
D3: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 016 (E-703), 13. Januar 

1989 (1989-01-13) & JP 63 221618 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP), 14. 
September 1988 (1988-09-14) 

D4: US-A-5 705 232 (HORIUCHI TOYOTARO ET AL) 6. Januar 1998 (1998-01- 
06) 

D5: US-A-5 166 523 (BERGHAEUSER GUENTER) 24. November 1992 (1992- 
11-24) 

D6: EP 0 342 393 A (IBM CORP) 23 November 1 989 (1 989-1 1 -23) 
D7: EP 0 339 279 A (AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC.) 2. November 
1989 (1989-11-02). 

Die Dokumente D2, D6 und D7 wurden im internationalen Recherchenbericht 
nicht angegeben. Kopien der Dokumente D6 und D7 liegen bei. 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

2 Der Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 1 der vorliegenden Anmeldung 
kann aus den folgenden Grunden nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 
33(3) PCT): Dokument D1 1 das als nachstliegender Stand der Technik angesehen 
wird, offenbart ein Verfahren zur Trocknung von Photoresistschichten, bei dem ein 
Substrat mit einer aufgebrachten Photoresistschicht in einer Kammer mit IR- 
Strahlung einer in der Leistung regelbaren IR-Strahlungsquelle beaufschlagt wird, 
die Temperatur bzw. eine temperaturabhangige GroBe in der Umgebung der 
Photoresistschicht gemessen und die Leistung der IR-Strahlungsquelle anhand 
der gemessenen Temperatur bzw. temperaturabhangigen GroBe so geregelt wird, 
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daB ein vorgegebener zeitlicher Temperaturverlauf wahrend der Trocknung 
eingehalten wird (vgl. englischsprachige Zusammenfassung und Abbildung 
ebenda). 

Das aus D1 bekannte Verfahren unterscheidet sich von dem Gegenstand des 
unabhangigen Anspruchs 1 dadurch, daB 

i) in D1 nicht erwahnt wird ob die besagte Kammer entluftet wird oder nicht und 

ii) in D1 kein bestimmter zeitlicher Temperaturverlauf beschrieben wird, wahrend 
in Anspruch 1 definiert ist, daB die Temperatur uber die Trocknungszeit zunachst 
konstant ist und dann ansteigt. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33 (2) PCT). 

Die mit dem Merkmal i) zu losenden Aufgaben kann darin gesehen werden 

zeitlich konstante Umgebungsbedinungen zu schaffen. 

Die mit dem Merkmal i) vorgeschlagene Losung kann jedoch nicht als erfinderisch 
betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT), da das Entluften der Kammer beim IR- 
Trocknen von Photoresistschichten eine ubliche MaBnahme ist (vgl. dazu Seite 
349, Zeilen 10-12 aus dem Lehrbuch D2). 

Die mit dem Merkmal ii) zu losenden Aufgaben kann darin gesehen werden, das 

Losungsmittel vorteilhaft aus der Photoresistschicht zu entfernen. 

Die mit dem Merkmal ii) vorgeschlagene Losung kann aus folgenden Grunden 

nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT): 

Es ist bekannt, daB die Kontrolle des zeitlichen Temperaturverlaufs das Entfernen 

des Losungsmittels aus der Photoresistschicht verbessern kann. Es kann, je nach 

Resisttyp und/oder Dicke ein bestimmter Temperaturverlauf gunstig sein. Z.B. 

wird in D2 erwahnt, daB kontrolliert gekuhlt werden soli (D2, Seite 351, Zeilen 18- 

19). 

Es wird darauf hingewiesen, daB die Probleme die mit dem Merkmal ii) gelost 
werden laut Beschreibung bei dicken Photoresistschichten auftreten. Das 
Merkmal, daB eine dicke Photoresistschicht aufgebracht wird, ist in dem Anspruch 
1 jedoch nicht enthalten. 

Es ist jedoch des weiteren auch bekannt, daB speziell beim Trocknen von dicken 
Photoresistschichten Probleme auftreten konnen und daB es vorteilhaft sein kann, 
die Temperatur uber die Trocknungszeit zunachst konstant zu halten und dann 
ansteigen zu lassen. Zur Veranschaulichung wird das Dokument D6 eingefuhrt 
und auf die folgenden Textstellen verwiesen: Seite 2, Zeilen 25-28, Zeilen 31-32 
und Zeilen 34-40 und Seite 6, Zeilen 27-29). 
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3 Der Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 8 der vorliegenden Anmeldung 
kann aus den folgenden Grunden nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 
33(3) PCT): Dokument D1, das als nachstliegender Stand der Technik angesehen 
wird, offenbart eine Vorrichtung zur Trocknung von Photoresistschichten, 
bestehend aus einer entluftbaren Kammer, einer in der Kammer uber einer 
Substrathalterung angebrachten IR-Strahlungsquelle, die in der Leistung regelbar 
ist, einem in der Kammer vorgesehen TemperaturmeBsensor sowie einer 
Steuereinheit, die die Leistung der IR-Strahlungsquelle in Abhangigkeit von der 
gemessenen Temperatur so steuert, daB wahrend der Trocknung ein 
vorgegebener Temperaturverlauf in der Kammer eingehalten wird (vgl. 
englischsprachige Zusammenfassung und Abbildung ebenda). 
Die aus D1 bekannte Vorrichtung unterscheidet sich von dem Gegenstand des 
unabhangigen Anspruchs 8 dadurch, daB 

i) in D1 nicht explizit erwahnt wird, daB die Kammer einen LufteinlaB sowie einen 
LuftauslaB aufweist; 

ii) gemaB Anspruch 8 die Substrathalterung mehrere Einzelsubstrathalterungen 
aufweist, wahrend in D1 nureine einzige Einzelsubstrathalterung beschrieben ist; 
und 

iii) gemaB Anspruch 8 die Einzelsubstrathalterungen so ausgestaltet sind, daB 
das Substrat nur mit einem schmalen Rand aufiiegL 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33 (2) PCT). 
Die mit dem Merkmal i) zu losenden Aufgaben kann darin gesehen werden, durch 
den LufteinlaB und den LuftauslaB das Entluften der Kammer zu ermoglichen. 
Die mit dem Merkmal i) vorgeschlagene Losung kann jedoch nicht als erfinderisch 
betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT), da das Entluften der Kammer beim IR- 
Trocknen von Photoresistschichten eine ubliche MaBnahme ist (vgl. dazu Seite 
349, Zeilen 10-12 aus dem Lehrbuch D2). Die Kammer muB daher einen 
LufteinlaB und einen LuftauslaB aufweisen. 

Die mit dem Merkmal ii) zu losenden Aufgaben kann darin gesehen werden, 
gleichzeitig mehrere Substrate zu trocknen. Es handelt sich hierbei urn ein 
triviales Merkmal, da es ublich ist mehrere Substrate gleichzeitig zu behandeln 
und z.B. gleichzeitig auszuheizen. 

Die mit dem Merkmal iii) zu losenden Aufgaben kann darin gesehen werden, eine 
bessere thermische Isolation zwischen der Substrathalterung und dem Substrat 
zu erzielen. Solche Substrathalter sind in der Halbleitertechnik jedoch ublich und 
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dem Fachmann bekannt. Zur Veranschaulichung wird das Dokument D7 
eingefuhrt und auf die Fig. 5 und Fig. 6 verwiesen. Der Gegenstand des 
Anspruchs 8 kann daher nicht als erfinderisch betrachtet werden. 

4 Die abhangigen Anspruche 2-7 und 9-15 enthalten keine Merkmale, die in 
Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich 
beziehen, die Erfordernisse des Artikels 33(3) PCT in bezug auf erfinderische 
Tatigkeit erfullen. Bei den Merkmalen dieser Anspruche handeit es sich nur um 
eine Auswahl aus naheiiegenden Moglichkeiten, aus denen der Fachmann ohne 
erfinderisches Zutun den Umstanden entsprechend auswahlen wiirde. 
Insbesondere wird auf folgendes hingewiesen: 

4.1 Anspruch 2: Das Merkmal, daB die Temperatur unterhalb des Substrats 
gemessen wird ist z.B. aus D4 bekannt (vgl. Spalte 3, Zeiien 17-19). 

4.2 Anspruch 3: Die Temperatur mit einem Pyrometer zu messen ist z.B. aus D4, 
Spalte 3, Zeiien 42-44 bekannt. In D1 wird darauf hingewiesen, daB eine 
Anpassung des MeGsignals notig ist (vgl. Absatz "CONSTITUTION" der 
engiischsprachigen Zusammenfassung, letzter Satz). 

4.3 Anspruch 4: Es ist offensichtlich, daB die ProzeBbedingungen auf jede neue 
Kombination von Materialien abgestimmt werden mussen (vgl. z.B. D2, Seite 348, 
2. Absatz, vorletzter Satz). 

4.4 Anspruche 5 und 15: In D2 t Seite 351, Zeiien 5-7 wird nahegelegt den Gehalt an 
Losungsmittel zu messen. 

4.5 Anspruch 6: Bei dem Bereich der IR-Strahlung handeit es sich um gebrauchliche 
IR-Strahlung (vgl. z.B. D4, Spalte 2, Zeiien 61-64). 

4.6 Anspruch 9: Es ist eine naheliegende MaBnahme IR-Strahlungsquellen 
hohenverstellbar anzubringen (vgl. z.B. D5, Spalte 6, Zeiien 61-67 und Spalte 4, 
Zeiien 59-60). 

4.7 Anspruch 13: Pyrometer und Thermoelement sind z.B. aus D4 bekannt (vgl. 
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Spalte 3, Zeilen 42-44 und Zeilen 17-19). Ein temperaturabhangiger Widerstand 
stellt eine offensichtliche Alternative dar. 

Zu Punkt VII 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

5 Die auf den Seiten 7, 12 (Tabelle 2) und 15 verwendete MaBeinheit " (Inch) ist 
nicht zusatzlich in dem in Regel 10.1 a) PCT vorgeschriebenen System angege- 
ben. 

Zu Punkt VIII 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

6 Die Merkmale der Anspruche 5 und 15 werden in der Beschreibung nicht genannt. 
Die Anspruche 5 und 15 werden daher nicht, wie in Artikel 6 PCT vorgeschrieben, 
von der Beschreibung gestutzt. 
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Patentanspruche 



Verfahren zur Trocknung von Photoresistschichten, 
bei dem ein Substrat (12) mit einer auf gebrachten 
Photoresistschicht in einer entliif teten Kammer mit 
IR-Strahlung einer in der Leistung regelbaren 
IR-Strahlungsquelle (4) beaufschlagt wird, die 
Tempera tur bzw. eine temperaturabhangige Grefce in 
der Umgebung der Photoresistschicht gemessen und 
die Leistung der IR-Strahlungsquelle anhand der 
gemessenen Temperatur bzw. temperaturabhangigen 
Grofie so geregelt wird, dafi ein vorgegebener 
zeitlicher Temperaturverlauf wahrend der Trocknung 
eingehalten wird, 
dadurch gekennzeichnet, 

da£ der vorgegebene zeitliche Temperaturverlauf so 
gewahlt ist, daE die Temperatur uber die 
Trocknungszeit zunachst konstant ist, und dann 
linear, stufenformig oder in anderer Form 
ansteigt . 

Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet , daS die Temperatur 
unterhalb des Substrates gemessen wird. 

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 2, 
dadurch gekennzeichnet, dafc die Temperatur der 
photoresistbedeckten Oberflache von der Oberseite 
durch ein Pyrometer gemessen wird, wobei die 
unterschiedliche Emissivitat des Substrates, auf 
dem sich die zu trocknende Photoresistschicht 
befindet, berucksichtigt wird. 
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Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dafi der vorgegebene 
zeitliche Temperaturverlauf fur jede neue 
Kombination von Material ien fiir Pho tores is tschicht 
vmd Substrat zunachst experiment ell ermittelt 
wird. 

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, da£ die Menge bzw. der 
Gehalt an Losungsmitteln in zirkulierender Luft, 
vorzugsweise in einer von der Kammer abgehenden 
Leitung der Luf tzirkulation, erfaSt wird, und daS 
bei Unterschreitung eines vorgebbaren Grenzwertes 
die Beendigung des Trocknungsprozesses durch 
Abregelung der Leistung der IR-Strahlungsquelle 
eingeleitet wird. 

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, da£ eine IR- 
Strahlungsquelle eingesetzt wird, die ihr Maximum 
der IR-Strahlung im Bereich von 1 bis 3 ym hat. 

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, da£ bei gleichzeitiger 
Trocknung der Photoresistschichten mehrerer 
Substrate, die eine Rotationsbewegung um eine 
Achse in der Kammer durchfuhren, die Me s sung der 
Temperatur zeitlich so getaktet wird, dafi bei 
jedem Durchlauf eines der Substrate durch ein 
MeSfeld, in dem die . Temperatur gemessen wird, eine 
Messung stattfindet. 
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Vorrichtung zur Trocknung von Pho tores is t- 
schichten, bestehend aus einer entluftbaren Kammer 
(1), die einen LufteinlaS (2) sowie einen Luft- 
auslaS (3) aufweist, einer in der Kammer uber 
einer Subs t ra thai terung (5) angebrachten 
IR-Strahlungsquelle (4), die in der Leistung 
regelbar ist, einem in der Kammer vorgesehenen 
TemperaturmefSsensor (6, 7) sowie einer Steuer- 
einheit (8), die die Leistung der IR-Strahlungs- 
quelle in Abhangigkeit von der gemessenen 
Tempera tur so steuert, dafi wahrend der Trocknung 
ein vorgebbarer Tempera turverlauf in der Kammer 
eingehalten wird, 

dadurch gekennzeichnet , daS die Substrat- 
halterung (5) mehrere Einzel subs tra thai terungen 
(14) aufweist,, die so ausgestaltet sind, daS das 
Substrat nur mit einem schmalen Rand aufliegt. 

Vorrichtung nach Anspruch 8, 

dadurch gekennzeichnet, daS die IR-Strahlungs- 
quelle (4) hohenverstellbar uber der Substrat- 
halterung (5) angeordnet ist. 

Vorrichtung nach einem der Anspruche 8 oder 9, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die Subs tra thai terung 
(5) so ausgestaltet ist, da£ sie mehrere Substrate 
(12) in sternformiger Anordnung nebeneinander 
aufnehmen kann. 

Vorrichtung nach einem der Anspruche 8 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daS die Substrathalterung 
(5) drehbar gelagert ist und uber einen in der 
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Drehzahl regelbaren Motor (11) mit einer 
vorgebbaren Drehgeschwindigkeit in Rotation 
versetzt werden kann. 

Vorrichtung nach einem der Anspruche 8 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet , daS am LufteinlaS (2) ein 
steuerbares Geblase (13) vorgesehen ist. 

Vorrichtung nach einem der Anspruche 8 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, dag der Temperatur- 
mefisensor (6) durch einen temperaturabhangigen 
Wider st and, ein Pyrometer oder ein Thermoelement 
gebildet wird. 

Vorrichtung nach einem der Anspruche 8 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, da£ die IR-Strahlungs- 
quelle (4) eine maximal e Leistungsauf nahme 
zwischen 2 , 5 und 4 kW hat . 

Vorrichtung nach einem der Anspruche 8 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, daS, vorzugsweise im 
Luftauslafi bzw. in einer vom LuftauslaE abgehenden 
Leitung der Luf tzirkulation, ein Sensor zur 
Messung der Menge bzw. des Gehaltes an Losungs- 
mitteln in zirkulierender Luft vorgesehen ist, 
des sen Aus gangs signal zur Festlegung der 
Beendigung des Trocknungsproz esses und zur 
Abregelung der Leistung der IR-Strahlungsquelle 
verwendet werden kann. 
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PCT/DE 99/01485 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

12/05/1999 


(Friihestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

12/05/1998 


Anmelder 

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG . . . et al . 



Dieser internationale Recherche nbericht wurde von der Internationalen Recherchenbeh6rde erstellt und wird dem Anmelder gemaG 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermittelt. 

Dieser internationale Recherchenbericht umfa3t insgesamt _3 Blatter. 

PT| Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1 . Grundlage des Berichts 

a. Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 



□ 



Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmetdung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 
| | in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

| | zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

| | bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

| | bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingeretcht worden ist. 

| | Die Erklarung, daf3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

| | Die Erklarung, daf3 die in computerlesbarer Form erfaRten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

j j Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
| | Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld It). 

Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

[~X~| wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der Beh6rde wie folgt festgesetzt: 



5. Hinsichtlich der Zusammenfassung 

["v"] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 
| | Anmelder kann der Behorde innerhaib eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. 1 



| | wie vom Anmelder vorgeschiagen Q keine der Abb. 

[X] weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschiagen hat. 
| | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 
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Patent Claims 



1. Method of drying photo resist layers, wherein a substrate (12) with a photo resist layer 
applied thereon is exposed to IR radiation from an IR radiation source (4) whose 
power is controllable, in a deaerated chamber, wherein the temperature or a tem- 
perature-dependent parameter is measured in the vicinity of said photo resist layer, 
and the power of said IR radiation source is controlled on the basis of the measured 
temperature or said temperature-dependent parameter in such a way that a pred - 
termined development of the temperature versus time will be observed during th 
drying operation. 

2. Method according to Claim 1, characterised in that said predetermined development 
of temperature versus time is so selected that the temperature will remain constant 
throughout the drying period. 

3. Method according to Claim 1, characterised in that said predetermined developm nt 
of temperature versus time is selected that the temperature will undergo a linear in- 
crease in the course of time. 

4. Method according to Claim 1, characterised in that said predetermined development 
of temperature versus time is so selected that during the drying period the tempera- 
ture will initially remain constant and then undergo a linear, step-wise or other in- 
crease. 

5. Method according to any of the Claims 1 to 4, characterised in that the temperature is 
measured underneath said substrate. 

6. Method according to any of the Claims 1 to 4, characterised in that the temperature of 
the area covered by said photo resist is measured from the upper side by means of a 
pyrometer, with the different emissivity of said substrate, on which the photo resist 
layer to be dried is applied, being taken into consideration. 



7. 



Method according to any of the Claims 1 to 6, characterised in that th predetermined 
development of temperature versus time is initially xperimentally established for 
each new combination of materials for said photo resist layer and said substrate. 
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8. Method according to any of the Claims 1 to 7, characterised in that the quantity or th 
concentration of solvents is preferably detected in an air circulation line issuing from 
said chamber, and that when the measured value drops below a predeterminable limit 
the completion of the drying process is initiated by down-control of the power of said 
IR radiation source. 

9. Method according to any of the Claims 1 to 8, characterised in that an IR radiation 
source is employed which has its maximum in IR radiation within the range from 1 to 
3 pm. 

10. Method according to the Claims 1 to 9, characterised in that when the photo resist 
layers of several substrates, which perform a rotary movement about an axis in the 
chamber, are dried simultaneously the temperature measurement is controlled in 
such a timed manner that for each passage of one of the substrates through a meas- 
uring field where the temperature is measured a measurement is performed. 

11. Apparatus for drying photo resist layers, consisting of a deaeratable chamber (1) 
comprising an air inlet (2) as well as an air outlet (3), an IR radiation source (4) dis- 
posed in said chamber above a substrate mount (5) and controllable in terms of its 
power, a thermometric sensor (6, 7) provided in said chamber, as well as a controller 
unit (8) which controls the power of said IR radiation source as a function of the 
measured temperature in such a way that during the drying operation a predet r- 
minable development of the temperature versus time will be observed in said cham- 
ber. 

12. Apparatus according to Claim 11, characterised in that said IR radiation source (4) is 
disposed for vertical adjustment above said substrate mount (5). ' 

13. Apparatus according to any of the Claims 11 or 12, characterised in that said sub- 
strate mount (5) is so designed that it is adapted to receive several substrates (12) in 
a star-shaped juxtaposed arrangem nt. 
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14. Apparatus according to any of the Claims 11 to 13, characterised in that said sub- 
strate mount (5) includes several single substrate mounts (14) which are so designed 
that said substrate is supported only on a narrow edge. 

15. Apparatus according to Claim 13 or 14, characterised in that said substrate mount (5) 
is rotatably supported and adapted to be rotated at a predeterminable rotary speed by 
means of a motor (11) whose speed of rotation is controllable. 

1 6. Apparatus according to any of the Claims 1 1 to 1 5, characterised in that a controllable 
fan (13) is provided on said air inlet (2). 

17. Apparatus according to any of the Claims 11 to 16, characterised in that said thermo- 
metric sensor (6) is constituted by a temperature-dependent resistor, a pyrometer or 
a thermo element. 

18. Apparatus according to any of the Claims 11 to 17, characterised in that the maxi- 
mum power consumption of said IR radiation source (4) ranges between 2.5 and 4 
kW. 

19. Apparatus according to any of the Claims 11 to 18, characterised in that a sensor is 
provided for measuring the quantity or the concentration of solvents, respectively, 
preferably in the air outlet or in an air circulation line issuing from said air outlet, which 
sensor produces an output signal adapted for use in the determination of the compl - 
tion of the drying operation and in the down-control of the power of said IR radiation 
source. 
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Abstract of the Disclosure 

The present invention relates to a method of and an apparatus for drying photo resist lay- 
ers, wherein a substrate (12) with the photo resist layer applied thereon is exposed to IR 
radiation from an IR radiation source (4) whose power is controllable. In the course of the 
drying operation, the temperature in the vicinity of the photo resist layer is measured and 
the power of the IR radiation source is controlled on the basis of the temperature in such a 
way that a predetermined development of the temperature versus time will be realised. To 
this end a controller unit (8) as well as a thermometric means (6, 7) are provided in the in- 
ventive apparatus. 

With the inventive method and the associated apparatus permit, in particular, an optimum 
drying of thick photo resist layers (> 20 urn) within a short time, with the possibility to 
achieve a high resolution of a photo resist mask produced subsequently. 
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OFFICE ACTION IN WRITING - SUPPLEMENTARY SHEET 

I. Basis of the Office Action 

1. This Office Action has been prepared on the basis defined below (substitute sheets submitted to the 
filing Office upon a request pursuant to Article 14 are considered as „filed originally" for the purposes 
of the present Report and are not annexed thereto because they do not contain any amendments.): 

Description, pages: 

1-15 as filed originally 

Patent Claims, Nos.: 

1-15 received on 15/05/2000 together with the letter of 15/05/2000 

Drawings, Sheets: 

1/6- 6/6 as filed originally 

V. Findings established pursuant to Rule 66.2(a)(ii) in terms of novelty, inventive step and indus- 
trial applicability; documents and explanations in support of these findings 

1. Findings 

Novelty (N) Yes: Claims 1 - 15 

Inventive step (IS) No: Claims 1-15 

Industrial applicability (IA) No: Claims 1-15 

2. Documents and explanations: 
cf. Supplementary Sheet 

VII. Specified deficiencies in the international application. 

The international application has been found to present the following deficiencies in terms of form or contents: 
cf. Supplementary Sheet 



VIII. Specific remarks on the international application. 

The international application has been found to present the following deficiencies in terms of form or contents: 
cf. Supplementary Sheet 
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Ref rence is made to the following documents: 

D1: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 298 (P-744), August 15, 1988 

(1988-08-15) & JP 63 070940 A (PIONEER ELECTRONIC CORP; OTHERS: 01), 

March 31, 1988 (1988-03-31) 
D2: Semiconductor lithography, Wayne M. Moreau, 1988, pages 348 - 353, Plenum 

Press, New York (USA) 
D3: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 016 (E-703), January 13, 1989 

(1989-01-13) & JP 63 221618 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP), September 14, 

1988 (1988-09-14) 

D4: US-A-5 705 232 (HORIUCHI TOYOTARO ET AL), January 6, 1992 (1992-11-24) 
D5: US-A-5 166523 (BERGHAEUSER GUENTER), November 24, 1992 (1992-1 1-24) 
D6: EP 0 342 393 A (IBM CORP) November 23, 1989 (1989-11-23) 
D7: EP 0 339 279 A (AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC.) November 2, 1989 
(1989-11-02) 



The documents D2, D6 and D7 were not identified in the international search report. Cop- 
ies of the documents D6 and D7 are attached. 



In relation to Item V 

Findings established pursuant to Article 35(2) in terms of novelty, inventive step and in- 
dustrial applicability; documents and explanations in support of these findings 



2 The subject matter of the independent Claim 1 of the present application cannot be as- 
sessed to be inventive for the following reasons (Article 33(3) PCT): Document D1, which 
is deemed to reflect the closest-coming prior art, discloses a method of drying photo re- 
sist layers, wherein a substrate with a photo resist layer applied thereon is exposed, in a 
chamber, to IR radiation from an IR radiation source whose power is controllable, the 
temperature or a temperature-dependent parameter, respectively, is measured in the vi- 
cinity of the photo resist layer, and the power of the IR radiation source is controlled on 
the basis of the measured temperature or the temperature-dependent parameter, re- 
spectively, in such a way that a predetermined development of the temperature versus 
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time will be observed during the drying operation (cf. th Abstract of the Disclosure in 
English language and the drawing ibidem). 

The method known from D1 is distinguished from the subject matter of the independent 
claim 1 by the aspect that 

(i) it is not mentioned in D1 whether the said chamber is or is not deaerated, and 

(ii) a specific development of temperature versus time is not defined in D1 whereas it is 
defined in Claim 1 that the temperature is initially constant and then rises in the cours of 
the drying period. 

The subject matter of Claim 1 is hence novel (Article 33(2) PCT). 

The problem to be solved with feature (i) can be deemed to reside in the provision of 

environmental conditions constant in the course of time. 

The solution proposed with feature (i), however, cannot be deemed inventive (Article 
33(3) PCT) because the deaeration of the chamber is a common measure in IR drying of 
photo resist layers (cf. in this respect page 3490, lines 10-12 from the textbook D2). 
The problem to be solved with feature (ii) can be deemed to reside in the provision that 
the solvent is expediently removed from the photo resist layer. 
The solution proposed with feature (ii), however, cannot be deemed inventive (Article 
33(3) PCT) for the following reasons: 

It is common that the control of the development of temperature versus time is suitable to 
improve the removal of the solvent from the photo resist layer. Depending on the type of 
resist and/or the thickness a specific development of temperature versus time may be 
expedient. It is mentioned in D2, for instance, that controlled cooling should be performed 
(D2, page 351, lines 18-19). 

Attention is drawn to the fact that the problems that are solved by the feature (ii) occur in 
the case of thick photo resist layers according to the description. The feature that a thick 
photo resist layer is applied is not contained in Claim 1 , however. 

Moreover, it is equally common that problems may occur particularly when thick photo 
resist layers are dried, and that it may be expedient to maintain the temperature initially 
constant and let it rise then throughout the drying period. For illustration the document D6 
is introduced into the procedure, with reference being made to the following passages: 
pag 2, lines 25 - 28, lines 31 - 32 and lines 34 - 40, and page 6, lines 27 - 27). 
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3. The subject matter of the independent Claim 8 of the present application cannot be 

deemed to be inventive for the following reasons (Article 33(3): Document D1, which is 
considered to reflect the closest-coming prior art, discloses an apparatus for drying photo 
resist layers, consisting of a deaeratable chamber, an IR radiation source mounted in the 
chamber above a substrate mount, whose power is controllable, a thermometric sensor 
provided in the chamber, as well as a controller unit which controls the power of the IR 
radiation source as a function of the measured temperature in such a way that a prede- 
termined development of the temperature versus time will be observed in the chamber 
during the dying operation (cf. Abstract of the Disclosure in English language and draw- 
ing ibidem). 

The apparatus known from D1 is distinguished from the subject matter of the independ- 
ent Claim 8 by the provisions that 

(i) it is not mentioned explicitly in D1 that the chamber presents an air inlet as well as an 
air outlet; 

(ii) that according to Claim 8 the substrate mount comprises several individual substrate 
mounts whereas in D1 only a single individual substrate mount is described; and 

(iii) that according to Claim 8 the individual substrate mounts are so designed that the 
substrate is supported only on a narrow edge. 

The subject matter of Claim 1 is hence novel (Article 33(2) PCT). 
The problem to be solved with feature (i) can be deemed to reside in the provision that 
the deaeration of the chamber is made possible by the air inlet and the air outlet. 
The solution proposed with feature (i) can, however, not be deemed inventive (Article 
33(3) PCT) because the deaeration of the chamber is a feature common in IR drying of 
photo resist layers (cf. in this context page 349, lines 10-12 from the textbook D2). The 
chamber must therefore have an air inlet and an air outlet. 

The problem to be solved with feature (ii) can be deemed to reside in the fact that sev ral 
substrates are dried at the same time. This is a trivial provision because it is common to 
handle several substrates simultaneously and dry them by heating at the same time, for 
instance. 

The problem to be solved with feature (iii) may be deemed to reside in the fact that a bet- 
ter thermal insulation is achieved b tween th substrate mount and the substrate. Such 
substrate mounts ar , how v r, common in semiconductor technology and common to 
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the expert. For illustration, document D7 is introduced into the procedur , with ref renc 
being made to Figs. 5 and 6. The subject matter of Claim 8 can therefore not be as- 
sessed to be inventive. 

4. The dependent Claims 2-7 and 9 - 15 do not contain any features that, in combination 
with the features of any claim they refer to, would satisfy the requirements set forth in Ar- 
ticle 33(3) PCT with respect to an inventive step. The features of these claims relate to 
nothing but a selection among self-suggesting possibilities among which the expert would 
make his choice in consideration of the situation, without taking an inventive step. In par- 
ticular, attention is drawn to the following aspects: 

4.1 Claim 2: The feature that the temperature is measured underneath the substrate is 
known, for instance, from D4 (lines 17 - 19 in column 3). 

4.2 Claim 3: Measuring the temperature by means of a pyrometer is known, for instance, 
from D4, lines 42 - 44 in column 3. It is emphasised in D1 that an adaptation of the 
measuring signal is necessary (cf. the last sentence in the paragraph "CONSTITUTION", 
English Abstract). 

4.3 Claim 4: It is obvious that the process conditions must be matched with each new 
combination of materials (cf., for instance, D2, page 348, 2 nd paragraph, last sentence 
but one). 

4.4 Claims 5 and 15: In lines 5 - 7 on page 351 of D2 it is proposed that the solvent 
concentration should be measured. 

4.5 Claim 6: The indicated IR radiation range refers to a common IR radiation (cf., for in- 
stance, lines 61 - 64 in column 2 of D4). 

4.6 Claim 9: The installation of IR radiation sources for vertical adjustment is a self-suggest- 
ing provision (cf., for instance, lines 61 - 67 in column 6 and lines 59 - 60 in column 4 of 
D5). 
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4.7 Claim 13: Pyrometer and thermo elem nt are known, for instance, from D4 (cf., for in- 
stance, lines 42 - 44 and lines 17 - 19 in column 3). A temperature-dependent resistor is 
an obvious alternative. 

In relation to Item VII 

Specified deficiencies in the international application 

5 The dimension (inch) used on pages 7, 12 (Table 2) and 15 is not indicated additionally 
to the system prescribed in rule 10.1 (a) PCT. 

In relation to item VIII 

Specific remarks on the international application 

6 The features set forth in Claims 5 and 15 are not mentioned in the description. The 
Claims 5 and 15 are therefore not supported by the description, as is prescribed in Article 
6 PCT. 



